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【手続補正書】
【提出日】平成28年1月13日(2016.1.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薬液を回転塗布することで基板表面に薬液層を形成する方法であって、
　薬液の回転塗布中に基板外部に排出される余剰の薬液が固形化し、綿菓子状の薬液が発
生し得る領域に対して、前記薬液を除去する薬液除去溶剤を噴霧する薬液層の形成方法。
【請求項２】
　薬液除去溶剤を２流体ノズルにより噴霧する請求項１に記載の薬液層の形成方法。
【請求項３】
　薬液除去溶剤を超音波ノズルにより噴霧する請求項１に記載の薬液層の形成方法。
【請求項４】
　少なくとも基板端部に対して薬液除去溶剤を噴霧する請求項１から３のいずれか１項に
記載の薬液層の形成方法。
【請求項５】
　前記薬液除去溶剤の噴霧は、前記基板表面の裏側の面である基板裏面の側から行う請求
項１から４のいずれか１項に記載の薬液層の形成方法。
【請求項６】
　前記薬液はレジストである請求項１から５のいずれか１項に記載の薬液層の形成方法。
【請求項７】
　薬液を回転塗布することで基板表面に薬液層を形成する薬液層の形成装置であって、
　基板回転機構と、
　基板表面に薬液を塗布する薬液塗布機構と、
　薬液の回転塗布中に基板外部に排出される余剰の薬液が固形化し、綿菓子状の薬液が発
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生し得る領域に対して、前記薬液を除去する薬液除去溶剤を噴霧可能な薬液除去溶剤噴霧
機構と、を備える薬液層の形成装置。
【請求項８】
　前記薬液除去溶剤噴霧機構が２流体ノズルである請求項７に記載の薬液層の形成装置。
【請求項９】
　前記薬液除去溶剤噴霧機構が超音波ノズルである請求項７に記載の薬液層の形成装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明に係る薬液層の形成方法は、薬液を回転塗布することで基板表面に薬液層を形成
する方法であって、薬液の回転塗布中に基板外部に排出される余剰の薬液が固形化し、綿
菓子状の薬液が発生し得る領域に対して、前記薬液を除去する薬液除去溶剤を噴霧する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明に係る薬液層の形成装置は、薬液を回転塗布することで基板表面に薬液層を形成
する薬液層の形成装置であって、基板回転機構と、基板表面に薬液を塗布する薬液塗布機
構と、薬液の回転塗布中に基板外部に排出される余剰の薬液が固形化し、綿菓子状の薬液
が発生し得る領域に対して、前記薬液を除去する薬液除去溶剤を噴霧可能な薬液除去溶剤
噴霧機構と、を備える。
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